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１．概要（Summary） 

EUV干渉露光系を利用することで 10 nm以下の領域

のパタン作製やレジスト評価系の構築を目指している。こ

のため、この干渉露光系に用いる透過型回折格子の 20  

nm以下のパタン形成を進めている。 

非化学増幅型レジストであるポリマー型レジストは解像

性、安定性に優れることから、現在、検討を進めているが、

当レジストの解像性は現像プロセスに強く依存する。そこ

で、レジストの分子量と現像プロセスについての技術相談

を行った。また、プロセスの安定化に重要なウェハーの前

処理法についても相談した。 

現像液の分子量および現像温度を変えた時のレジスト

の解像性と感度の関連、並びに現像前ベークの効果に

ついての知見を得た。これらの知見を基に、回折格子作

製におけるプロセス条件の検討を進めている。また、ウェ

ハーの前処理法についても得られた情報を基に検討する

ことで、塗布特性の改善につながった。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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